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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月7日(2009.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に放射ビームを投影する投影システムと、
　前記基板を検査する検出器と、
　前記基板を支持し、前記投影システム及び前記検出器に対して前記基板を移動させる基
板テーブルと、
　前記基板の経路上方に前記投影システム及び前記検出器を保持し、前記検出器に対する
前記投影システムの相対位置を確実に固定する基準枠と、を備え、
　前記検出器は、前記基板の移動中において前記基板の一部分が前記放射ビームで露光さ
れる前に当該一部分を検査することを特徴とするリソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記基準枠は、確実に相対位置が安定するように非常に小さい熱膨張を有する材料から
形成されていることを特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記検出器は、前記基板の全幅にわたって基板の複数の部分を同時に検査するための複
数のセンサを有することを特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　検査結果に基づいて露光条件を調整する制御器をさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　個別制御可能要素アレイを使用してビームにパターンを与えることを特徴とする請求項
１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項６】
　複数の個別制御可能要素アレイをさらに備えることを特徴とする請求項５に記載のリソ
グラフィ装置。
【請求項７】
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　検出器に対する投影システムの相対位置を確実に固定する基準枠によって基板の移動経
路上方において連結されている検出器及び投影システムに対して基板を移動させ、
　前記検出器を使用して前記基板の一部分を検査し、
　検査結果に従って露光条件を調整しながら前記投影システムを使用して前記基板の一部
分を露光することを含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項８】
　前記基準枠は、確実に相対位置が安定するように非常に小さい熱膨張を有する材料から
形成されていることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　基板を移動させているときに前記検査及び露光を行うことを特徴とする請求項７に記載
の方法。
【請求項１０】
　連続する複数回の露光の合間に前記検出器及び投影システムに対して基板を移動させる
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　露光中において前記検出器及び投影システムに対して基板を移動させることを特徴とす
る請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　検査された基板の一部分が検査に引き続いて露光されることを特徴とする請求項７に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記露光条件は重ね合わせ精度が最適化されるよう調整されることを特徴とする請求項
７に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出器及び投影システムに対して実質的に一定の速度で基板を移動させることを特
徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　投影システムに対する検出器の相対位置は実質的に固定され既知であることを特徴とす
る請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　投影システムに対する検出器の相対位置を露光中に監視することをさらに含むことを特
徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１７】
　前記基板の一部分は基板の幅全体を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
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